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Аннотация:  

В данной статье рассматривается проблема недостаточного сцеп-

ления нанопленок с поверхностью материала, а также пути решения 

данной проблемы. 

 

Тонкие пленки представляют собой слой конденсированного ве-

щества менее 2,5 мкм. Они широко применяются в качестве упроч-

няющих, проводящих и диэлектрических материалов при изготовле-

нии контактов и интегральных схем в микроэлектронике.  

Нанесение нанопленок на интегральные микросхемы схемы поз-

воляют уменьшить массу и габариты, увеличить надежность и про-

водимость схемы. Благодаря нанопленкам, платы и схемы меньше 

греются и в последствии этого не так изнашиваются, как при нанесе-

нии толстопленочных покрытий.  
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Существует несколько методов нанесения нанопленок: химиче-

ское осаждение из газовой фазы, физическое осаждение из паровой 

фазы и атомно-слоевое осаждение.  

При химическом осаждении из газовой фазы, атомы могут оса-

ждаться при плазменной стимуляции, при низких давлениях, посред-

ством лазерного облучения и фотохимических реакций, и т.д. Все пе-

речисленные методы выполняются в вакуумной среде при использо-

вании летучего материала прекурсора (материал, участвующий в ре-

акции, а также приводящий к образованию целевого вещества). 

При физическом осаждении из паровой фазы, напыление проис-

ходит под действием тепловой энергии с помощью испарения или 

распыления. 

Атомно-слоевое осаждение – метод для получения очень однород-

ных и конформных нанотонких пленок, которые могут использоваться 

в широком диапазоне применений для геометрически сложных форм 

и криволинейных поверхностей, а также на материалы подложки. 

Образование нанопленок на материалах довольно дорогостоящий 

процесс и имеет много нюансов. Так, например, получение многофунк-

ционально-защитной наноразмерной пленки, в частности, для модифи-

кации поверхностей, с целью улучшения их свойств, имеет такую про-

блему, как отсутствие достаточного сцепления покрытия с поверхно-

стью (из-за того, что данный процесс является многостадийным).  

Однако, данная проблема решаема. Недостаточное сцепление воз-

никает из-за того, что отсутствует активация поверхностного слоя. 

Исходя из этого, материал необходимо подвергнуть внекамерной и 

внутрикамерной подготовке.  

При обезжиривании современными растворителями с примене-

нием ультразвукового оборудования открываются микропоры и при-

водится в активное состояние поверхностная модификация. Чистый 

и обезжиренный материал помещается в вакуумную камеру, после 

чего производится нагрев подложек трубчатыми электронагревате-

лями (ТЭН). Материал необходимо разогреть от 70 oС до 80 oС. 

Важно отметить, что при нагреве до температуры меньше 70 oС, мик-

ропоры материала не открываются, что приводит к отсутствию ад-

сорбции молекул композиционного состава. 
В конечном счете, такая программа подготовки материала позволит 

достичь лучшего сцепления покрытия с поверхностью материала.  

 


